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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光透過性基材の上に、ハードコート層及び低屈折率層がこの順に形成された光学積層体で
あって、
前記低屈折率層は、中空状シリカ微粒子、バインダー成分及び有機シリコーンを含有する
ものであり、
前記中空状シリカ微粒子は、平均一次粒子径が４５～６５ｎｍであり、
前記低屈折率層の厚み方向の断面で任意に選択した幅１μｍの領域において、前記低屈折
率層の最表面に接している前記中空状シリカ微粒子の個数が１０個以上２０個以下であり
、
前記低屈折率層は、表面のＪＩＳ　Ｂ０６０１（１９９２）に規定される算術平均粗さ（
Ｒａ）が、０．７～３．０ｎｍであり、
前記中空状シリカ微粒子の平均粒子径が前記低屈折率層の厚みに対して５５％以上１００
％未満であり、
前記バインダー成分１００質量部に対して前記中空状シリカ微粒子の含有量が５０～１２
０質量部である
ことを特徴とする光学積層体。
【請求項２】
有機シリコーンは、分子中に反応性官能基を有する請求項１記載の光学積層体。
【請求項３】
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低屈折率層の表面にケン化処理を施したときの前記ケン化処理の前後における低屈折率層
の表面の水の接触角の変化率が１５％以下である請求項１又は２記載の光学積層体。
【請求項４】
ハードコート層は、光透過性基材側に設けられた第一のハードコート層と、低屈折率層側
に設けられた第二のハードコート層とを有し、
前記第一のハードコート層は、該第一のハードコート層を構成する樹脂成分が前記光透過
性基材中に浸透することで形成された浸透層と、前記樹脂成分を主成分とする非浸透層と
を有する
請求項１、２又は３記載の光学積層体。
【請求項５】
浸透層の膜厚をＨ１とし、非浸透層の膜厚をＨ２とし、第二のハードコート層の膜厚をＨ
３としたとき、
前記非浸透層の膜厚と前記第二のハードコート層の膜厚との和（Ｈ２＋Ｈ３）が４～１２
μｍであり、
前記浸透層の膜厚と、前記非浸透層の膜厚及び前記第二のハードコート層の膜厚の和との
比（Ｈ１：Ｈ２＋Ｈ３）が５：９５～４５：５５である
請求項４記載の光学積層体。
【請求項６】
浸透層における不飽和二重結合量をＵ１とし、非浸透層における不飽和二重結合量をＵ２
とし、第二のハードコート層における不飽和二重結合量をＵ３としたとき、
前記Ｕ１、Ｕ２及びＵ３が、Ｕ１＞Ｕ２＞Ｕ３の関係を満たす請求項４又は５記載の光学
積層体。
【請求項７】
偏光素子の表面に、請求項１、２、３、４、５又は６記載の光学積層体を該光学積層体に
おける低屈折率層が存在する側の面と反対側の面に設けてなることを特徴とする偏光板。
【請求項８】
最表面に請求項１、２、３、４、５若しくは６記載の光学積層体、又は、請求項７記載の
偏光板を備えてなることを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光学積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フィ
ールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、電子ペーパー、タブレットＰＣ等の画像表
示装置や、タッチパネルにおける画像表示面は、外部光源から照射された光線による反射
を少なくし、その視認性を高めることが要求される。これに対して、光透過性基材に、反
射防止層を形成した光学積層体を利用するにより、画像表示装置の画像表示面の反射を低
減させ、視認性を向上させることが一般的に行われている。
【０００３】
このような反射防止層を有する光学積層体としては、従来、光透過性基材よりも屈折率の
低い低屈折率層を最表面に設け、表面の反射Ｙ値を小さくしたものが知られている。
このような低屈折率層が最表面に形成された光学積層体としては、例えば、特許文献１等
に、中空状シリカ微粒子、フッ素原子含有ポリマー及び防汚剤を含有する低屈折率層を有
する光学積層体が開示されている。
【０００４】
ここで、近年、スマートフォンやタブレット端末に代表されるモバイル端末の普及に伴い
、画像表示装置に搭載されるタッチパネルの需要が急激に増大しているが、このようなタ
ッチパネルの表面に配置して用いられる光学積層体は、最表面を構成する反射防止層（低
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屈折率層）には極めて優れた平滑性が求められる。
しかしながら、従来の低屈折率層を備えた光学積層体では、低屈折率層表面の反射Ｙ値を
小さくでき反射防止性能を優れたものとすることができるものの、低屈折率層表面の平坦
性に劣り、近年のタッチパネル用途として求められる極めて高い表面平滑性に充分に応え
ることができなかった。
【０００５】
また、従来の光学積層体は、低屈折率層の表面の平滑性を高めようとすると、ブロッキン
グ性に劣り、低屈折率層を備えた光学積層体は、通常、ロール・トゥ・ロール方式で製造
されるため、光学積層体のブロッキング性が不充分であると、低屈折率層を形成した後の
光学積層体をロールに巻き取った際にブロッキングが生じ、目的とする光学的性能を備え
た光学積層体を安定的に製造することができないという問題があった。
また、タッチパネルや液晶ディスプレイ等の表示画面の最表面に、平滑性を高めた低屈折
率層を備えた光学積層体を設けた場合、表示画面を指で触れると指紋汚れが顕著となり、
耐汚染性に劣るという問題もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－３０１９７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記現状に鑑み、反射防止性能に優れるとともに、耐ブロッキング性及び耐汚
染性にも優れた低屈折率層を備えた光学積層体を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、光透過性基材の上に、ハードコート層及び低屈折率層がこの順に形成された光
学積層体であって、上記低屈折率層は、中空状シリカ微粒子、バインダー成分及び有機シ
リコーンを含有するものであり、上記中空状シリカ微粒子は、平均一次粒子径が４５～６
５ｎｍであり、上記低屈折率層の厚み方向の断面で任意に選択した幅１μｍの領域におい
て、上記低屈折率層の最表面に接している上記中空状シリカ微粒子の個数が１０個以上２
０個以下であり、上記低屈折率層は、表面のＪＩＳ　Ｂ０６０１（１９９２）に規定され
る算術平均粗さ（Ｒａ）が、０．７～３．０ｎｍであり、上記中空状シリカ微粒子の平均
粒子径が上記低屈折率層の厚みに対して５５％以上１００％未満であり、上記バインダー
成分１００質量部に対して上記中空状シリカ微粒子の含有量が５０～１２０質量部である
ことを特徴とする光学積層体である。
【０００９】
本発明の光学積層体において、上記有機シリコーンは、分子中に反応性官能基を有するこ
とが好ましい。
また、本発明の光学積層体は、低屈折率層の表面にケン化処理を施したときの上記ケン化
処理の前後における低屈折率層の表面の水の接触角の変化率が１５％以下であることが好
ましい。
また、上記ハードコート層は、光透過性基材側に設けられた第一のハードコート層と、低
屈折率層側に設けられた第二のハードコート層とを有し、上記第一のハードコート層は、
該第一のハードコート層を構成する樹脂成分が上記光透過性基材中に浸透することで形成
された浸透層と、上記樹脂成分を主成分とする非浸透層とを有することが好ましい。
また、本発明の光学積層体は、上記浸透層の膜厚をＨ１とし、上記非浸透層の膜厚をＨ２
とし、上記第二のハードコート層の膜厚をＨ３としたとき、上記非浸透層の膜厚と上記第
二のハードコート層の膜厚との和（Ｈ２＋Ｈ３）が４～１２μｍであり、上記浸透層の膜
厚と、上記非浸透層の膜厚及び上記第二のハードコート層の膜厚の和との比（Ｈ１：Ｈ２
＋Ｈ３）が５：９５～４５：５５であることが好ましい。
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また、上記浸透層における不飽和二重結合量をＵ１とし、非浸透層における不飽和二重結
合量をＵ２とし、第二のハードコート層における不飽和二重結合量をＵ３としたとき、上
記Ｕ１、Ｕ２及びＵ３が、Ｕ１＞Ｕ２＞Ｕ３の関係を満たすことが好ましい。
本発明は、偏光素子の表面に、本発明の光学積層体を該光学積層体における低屈折率層が
存在する側の面と反対側の面に設けてなることを特徴とする偏光板でもある。
また、本発明は、最表面に本発明の光学積層体、又は、本発明の偏光板を備えてなること
を特徴とする画像表示装置でもある。
以下に、本発明を詳細に説明する。
なお、本明細書において、特に言及しない限り「樹脂」とは、モノマー及びオリゴマーを
も含むものとする。
【００１０】
本発明者らは、低屈折率層を備えた光学積層体について鋭意検討した結果、低屈折率層の
最表面に存在するバインダー成分量を多くし、該低屈折率層の最表面を極めて平坦性に優
れたものとすることで、反射防止性能、耐ブロッキング性及び耐汚染性の全てに優れた光
学積層体とすることができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
本発明の光学積層体は、光透過性基材の上に、ハードコート層及び低屈折率層がこの順に
形成されている。
上記低屈折率層とは、本発明の光学積層体を構成する光透過性基材、ハードコート層等の
低屈折率層以外の構成物の屈折率よりも低い屈折率を有する層のことを意味する。
【００１２】
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層は、極めて平坦性に優れたものであり、具
体的には、上記低屈折率層の表面のＪＩＳ　Ｂ０６０１（１９９２）に規定される算術平
均粗さ（Ｒａ）が、０．７～３．０ｎｍである。上記算術平均粗さ（Ｒａ）が０．７ｎｍ
未満であると、本発明の光学積層体の耐ブロッキング性が劣ることとなり、また、反射防
止性能が劣ることもある。一方、上記算術平均粗さ（Ｒａ）が３．０ｎｍを超えると、近
年のタッチパネル用途として求められる高い平滑性に応えることができなくなる。
なお、このような極めて高い平滑性を備えた低屈折率層は、後述する組成とすることで得
ることができる。上記低屈折率層の表面の算術平均粗さ（Ｒａ）の好ましい下限は０．９
ｎｍ、好ましい上限は２．５ｎｍである。
【００１３】
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層は、中空状シリカ微粒子、バインダー成分
及び有機シリコーンを含有する。
上記中空状シリカ微粒子は、上記低屈折率層の層強度を保持しつつ、その屈折率を下げる
役割を果たすものである。なお、本明細書において、「中空状シリカ微粒子」とは、内部
に気体が充填された構造であり、シリカ微粒子本来の屈折率に比べて気体の占有率に反比
例して屈折率が低下するシリカ微粒子を意味する。
【００１４】
上記中空状シリカ微粒子の具体例としては特に限定されず、例えば、特開２００１－２３
３６１１号公報で開示されている技術を用いて調製したシリカ微粒子が好ましく挙げられ
る。中空状シリカ微粒子は、製造が容易でそれ自身の硬度が高いため、後述するバインダ
ー成分等と混合して低屈折率層を形成した際、その層強度が向上され、かつ、屈折率が低
くなるよう調整することが可能となる。
【００１５】
本発明の光学積層体において、上記中空状シリカ微粒子は、平均一次粒子径が４５～６５
ｎｍである。４５ｎｍ未満であると、上記低屈折率層を充分に低屈折率化できず、一方、
６５ｎｍを超えると、上記低屈折率層の表面から突出する量が増大し、上述した極めて高
い平滑性の低屈折率層を得ることができなくなる。上記中空状シリカ微粒子の平均一次粒
子径の好ましい下限は４７ｎｍ、好ましい上限は６０ｎｍである。
なお、上記中空状シリカ微粒子の平均一次粒子径とは、該中空状シリカ微粒子単独の場合
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、動的光散乱法により測定された値を意味する。一方、上記低屈折率層中の中空状シリカ
微粒子の平均一次粒子径は、低屈折率層の断面をＳＥＭ、ＴＥＭ及びＳＴＥＭ等で観察し
、任意の単粒子状の中空状シリカ微粒子３０個を選択してその断面の粒子径を測定し、そ
の平均値として算出される値である。
【００１６】
本発明の光学積層体において、上記中空状シリカ微粒子は、平均粒子径が上記低屈折率層
の厚みに対して、５０％以上、１００％未満であることが好ましい。５０％未満であると
、低屈折率層の屈折率を充分に低くすることができず、本発明の光学積層体の反射防止性
能が劣ることがある。一方、１００％以上であると、中空状シリカ微粒子に起因した凹凸
形状が低屈折率層の表面に形成されてしまい、充分な平坦性を備えた低屈折率層とするこ
とができないことがあり、また、本発明の光学積層体のヘイズが悪化してしまうことがあ
る。上記中空状シリカ微粒子の平均粒子径は、上記低屈折率層の厚みに対して、好ましい
下限は７０％であり、好ましい上限は８０％である。上記中空状シリカ微粒子の平均粒子
径がこの範囲にあることで、本発明の効果をより好適に奏することが可能となる。
【００１７】
また、上記中空状シリカ微粒子は、シェルの厚みが５～１２ｎｍであることが好ましい。
５ｎｍ未満であると、中空状シリカ微粒子の強度が不充分となることがあり、１２ｎｍを
超えると、低屈折率層を充分に低屈折率化できないことがある。シェルの厚みのより好ま
しい下限は６ｎｍ、より好ましい上限は１０ｎｍである。なお、上記シェルとは、上記中
空状シリカ微粒子の中心部分に存在する気体を除いたシリカにより構成される外殻を意味
し、該シェルの厚みは、上記低屈折率層の断面顕微鏡観察により測定することができる。
【００１８】
上記低屈折率層における上記中空状シリカ微粒子の含有量としては、後述する低屈折率層
における中空状シリカ微粒子の含有状態により適宜調整されるが、後述するバインダー樹
脂（固形分）１００質量部に対して、５０～１２０質量部であることが好ましい。５０質
量部未満であると、中空状シリカ微粒子の含有量が少ないため、低屈折率層の屈折率が充
分に低くならず、本発明の光学積層体の反射防止性能が不充分となることがある。一方、
１２０質量部を超えると、中空状シリカ微粒子を添加しただけの効果が見られず、また、
低屈折率層の強度が不充分となることがある。より好ましい下限は６０質量部、より好ま
しい上限は１００質量部である。
【００１９】
図１は、本発明の光学積層体を構成する低屈折率層とハードコート層とを模式的に示した
断面図である。
図１に示したように、本発明の光学積層体１０は、ハードコート層１１が図示しない光透
過性基材上に設けられており、ハードコート層１１の表面には中空状シリカ微粒子１３を
含む低屈折率層１２が設けられている。
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層の厚み方向の断面で任意に選択した幅１μ
ｍの領域において、上記低屈折率層の最表面に接している上記中空状シリカ微粒子の個数
が２０個以下である。２０個を超えると、低屈折率層の表面の平滑性が不充分となり、タ
ッチパネル用途として近年求められる極めて高い平滑性の要求を満たすことができなくな
る。
すなわち、図１に示した本発明の光学積層体１０においては、低屈折率層１２の厚み方向
の断面で任意に選択した幅１μｍの領域において、低屈折率層１２の最表面に接している
中空状シリカ微粒子１３の個数は７個である。
このような状態で中空状シリカ微粒子が含まれる低屈折率層は、最表面においてバインダ
ー成分や有機シリコーンの存在する割合が従来の光学積層体における低屈折率層と比較し
て高くなるため、上述した算術平均粗さ（Ｒａ）を満たす極めて優れた平滑性を備えたも
のとなる。
上記低屈折率層の最表面に接している上記中空状シリカ微粒子の個数の好ましい下限は１
０個であり、好ましい上限は１８個である。
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【００２０】
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層は、有機シリコーンを含有する。
上記有機シリコーンを低屈折率層に含有することで、上述したような極めて平滑性に優れ
た低屈折率層を最表面に備えたとしても、本発明の光学積層体は、耐ブロッキング性に優
れたものとなる。この理由は明確ではないが、上述したように本発明の光学積層体では、
低屈折率層の最表面に有機シリコーンが従来と比較して高い割合で存在していることが影
響しているものと推測される。なお、上記有機シリコーンは防汚剤としての機能も発揮す
る。このため、本発明の光学積層体は、優れた防汚性能も備えたものとなる。
【００２１】
上記有機シリコーンとしては特に限定されないが、分子中に反応性官能基を有することが
好ましい。上記反応性官能基を有することで、上記有機シリコーンが後述するバインダー
成分と反応し、低屈折率層中からの脱落を好適に防止することができる。
上記反応性官能基を有する有機シリコーンとしては、例えば、（ポリ）ジメチルシロキサ
ン、（ポリ）ジエチルシロキサン、（ポリ）ジフェニルシロキサン、（ポリ）メチルフェ
ニルシロキサン、アルキル変性（ポリ）ジメチルシロキサン、アゾ基含有（ポリ）ジメチ
ルシロキサン、ジメチルシリコーン、フェニルメチルシリコーン、アルキル・アラルキル
変性シリコーン、フルオロシリコーン、ポリエーテル変性シリコーン、脂肪酸エステル変
性シリコーン、メチル水素シリコーン、シラノール基含有シリコーン、アルコキシ基含有
シリコーン、フェノール基含有シリコーン、（メタ）アクリル変性シリコーン、アミノ変
性シリコーン、カルボン酸変性シリコーン、カルビノール変性シリコーン、エポキシ変性
シリコーン、メルカプト変性シリコーン、フッ素変性シリコーン、ポリエーテル変性シリ
コーン等が挙げられる。なかでも、ジメチルシロキサン構造を有するものは、低屈折率層
からのブリードアウトの問題が生じ難いことから好ましい。
【００２２】
上記有機シリコーンの含有量としては、目的とする低屈折率層の耐ブロッキング性能及び
防汚性能により適宜決定されるが、上述した中空状シリカ微粒子と後述するバインダー成
分との合計１００質量部に対して、１～１０質量部であることが好ましい。１質量部未満
であると、形成する低屈折率層に充分な耐ブロッキング性能及び防汚性能を付与すること
ができないことがあり、１０質量部を超えると、添加した有機シリコーンが低屈折率層か
らブリードアウトすることがある。また、有機シリコーンを添加しただけの効果が見られ
ず、製造コストが高くなり、得られる低屈折率層の硬度、外観が低下し、更に、反射率上
昇の原因となることもある。上記有機シリコーンの含有量のより好ましい下限は２質量部
、より好ましい上限は８質量部である。
【００２３】
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層は、上述した本発明の効果を阻害しない範
囲であれば、上記有機シリコーン以外に防汚剤を含んでいてもよい。
上記低屈折率層が防汚剤を更に含有することで、本発明の光学積層体は、より優れた防汚
性能を有することとなる。
【００２４】
上記防汚剤としては、例えば、反応性官能基とフッ素原子とを含有する化合物や、反応性
官能基とフッ素原子及びケイ素原子とを含有する化合物が挙げられる。このような防汚剤
を含有することで、形成する低屈折率層の防汚性能をより向上させることができる。
【００２５】
上記反応性官能基とフッ素原子とを含有する化合物としては、例えば、反応性フッ素化合
物、特にエチレン性不飽和結合を有するフッ素含有モノマーを広く用いることができ、よ
り具体的には、例えば、フルオロオレフィン類（例えば、フルオロエチレン、ビニリデン
フルオライド、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロブタ
ジエン、パーフルオロ－２，２－ジメチル－１，３－ジオキソール等）が挙げられる。
また、例えば、２，２，２－トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、２，２，３，３
，３－ペンタフルオロプロピル（メタ）アクリレート、２－（パーフルオロブチル）エチ
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ル（メタ）アクリレート、２－（パーフルオロヘキシル）エチル（メタ）アクリレート、
２－（パーフルオロオクチル）エチル（メタ）アクリレート、２－（パーフルオロデシル
）エチル（メタ）アクリレート、α－トリフルオロ（メタ）アクリル酸メチル等の分子中
にフッ素原子を有する（メタ）アクリレート化合物；分子中にフッ素原子を少なくとも３
個持つ炭素数１～１４の、フルオロアルキル基、フルオロシクロアルキル基又はフルオロ
アルキレン基と、少なくとも２個の（メタ）アクリロイルオキシ基とを有する含フッ素多
官能（メタ）アクリル酸エステル化合物等も挙げられる。
更にまた、主鎖にフッ素化アルキレン基を有するフッ素ポリマー、オリゴマーや、主鎖及
び側鎖にフッ素化アルキレン基、フッ素化アルキル基を有するフッ素化ポリマー、オリゴ
マー等も挙げられる。これらの中でも、特に、主鎖及び側鎖にフッ素化アルキレン基、フ
ッ素化アルキル基を有するフッ素化ポリマーは、低屈折率層からのブリードアウトの問題
が生じにくいことから特に好適に用いられる。
【００２６】
上記反応性官能基とフッ素原子及びケイ素原子とを含有する化合物としては、例えば、上
記反応性フッ素化合物に上記反応性官能基を分子中に有する有機シリコーンを反応させた
シリコーン含有フッ化ビニリデン共重合体等が挙げられる。
【００２７】
また、上記低屈折率層は、バインダー成分を含有する。
上記バインダー成分としては、紫外線硬化型樹脂が挙げられ、本発明では、特に（メタ）
アクリル樹脂が好適に用いられる。なお、本明細書において、「（メタ）アクリル」とは
、アクリル又はメタクリルを意味する。
上記（メタ）アクリル樹脂としては、（メタ）アクリルモノマーの重合体又は共重合体が
挙げられ、上記（メタ）アクリルモノマーとしては特に限定されないが、例えば、ペンタ
エリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトール（メタ）テトラアクリレート、ジペンタエリスリトール
ペンタ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ジペ
ンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メ
タ）アクリレート、イソシアヌル酸ＥＯ変性トリ（メタ）アクリレート等が好適に挙げら
れる。
また、これら（メタ）アクリルモノマーは、分子骨格の一部を変性しているものでもよく
、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、カプロラクトン、イソシアヌル酸、アル
キル、環状アルキル、芳香族、ビスフェノール等による変性がなされたものも使用するこ
とができる。
これらの（メタ）アクリルモノマーは、単独で用いられてもよく、２種以上が併用されて
もよい。これらの（メタ）アクリルモノマーは、後述するような屈折率の範囲を満たすと
ともに硬化反応性に優れ、得られる低屈折率層の硬度を向上させることができる。
【００２８】
上記（メタ）アクリルモノマーは、屈折率が１．４７～１．５３であることが好ましい。
屈折率を１．４７未満とすることは事実上不可能であり、１．５３を超えると、充分に低
い屈折率の低屈折率層を得ることができないことがある。
【００２９】
また、上記（メタ）アクリルモノマーは、重量平均分子量が２５０～１０００であること
が好ましい。２５０未満であると、官能基数が少なくなるため、得られる低屈折率層の硬
度が低下する恐れがある。１０００を超えると、一般的には、官能基当量（官能基数／分
子量）が小さくなるため、架橋密度が低くなり充分な硬度の低屈折率層が得られなくなる
ことがある。
なお、上記（メタ）アクリルモノマーの重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマ
トグラフィー（ＧＰＣ）によるポリスチレン換算により求めることができる。ＧＰＣ移動
相の溶剤には、テトラヒドロフランやクロロホルムを使用することができる。測定用カラ
ムは、テトラヒドロフラン用又はクロロホルム用のカラムの市販品カラムを組み合わせて
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使用するとよい。上記市販品カラムとしては、例えば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ　ＫＦ－８
０１、ＧＰＣ－ＫＦ８００Ｄ（いずれも、商品名、昭和電工社製）等を挙げることができ
る。検出器には、ＲＩ（示差屈折率）検出器及びＵＶ検出器を使用するとよい。このよう
な溶剤、カラム、検出器を使用して、例えば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ－１０１（昭和電工
社製）等のＧＰＣシステムにより、上記重量平均分子量を適宜測定することができる。
【００３０】
本発明の光学積層体は、ケン化処理の前後における上記低屈折率層の表面の水の接触角の
変化率が１５％以下であることが好ましい。１５％を超えると、低屈折率層の最表面の有
機シリコーンが脱落してしまい、本発明の光学積層体の耐ブロッキング性や耐汚染性が不
充分となることがある。上記低屈折率層の表面の水の接触角の変化率のより好ましい上限
は１０％であり、更に好ましい上限は５％である。
なお、上記ケン化処理の前後における低屈折率層の表面の水の接触角の変化率は、低屈折
率層のケン化処理前後で接触角計にて測定し｛（前測定値－後測定値）／前測定値｝×１
００で算出することができる。
【００３１】
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層は、屈折率が１．３５０未満であることが
好ましい。１．３５０以上であると、本発明の光学積層体の反射防止性能が不充分となり
、近年の画像表示装置の高レベルな表示品質に対応することができないことがある。より
好ましい下限は１．３１５、より好ましい上限は１．３４５である。
【００３２】
上記低屈折率層の膜厚（ｎｍ）ｄＡは、下記式（Ｉ）：
　　　　　　　ｄＡ＝ｍλ／（４ｎＡ）　　（Ｉ）
　（上記式中、
　ｎＡは低屈折率層の屈折率を表し、
　ｍは正の奇数を表し、好ましくは１を表し、
　λは波長であり、好ましくは４８０～５８０ｎｍの範囲の値である）
を満たすものが好ましい。
【００３３】
また、本発明にあっては、低屈折率層は下記数式（ＩＩ）：
　　　　　　　１２０＜ｎＡｄＡ＜１４５　　　　（ＩＩ）
を満たすことが低反射率化の点で好ましい。
【００３４】
また、上記低屈折率層は、ヘイズ値が１％以下であることが好ましい。１％を超えると、
本発明の光学積層体の光透過性が低下したり、解像度が低下したりして、画像表示装置の
表示品質低下の原因となることがある。より好ましくは０．５％以下である。なお、本明
細書において、ヘイズ値とはＪＩＳ　Ｋ７３６１に準拠して求められた値である。
【００３５】
また、上記低屈折率層は、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９９）による鉛筆硬度試験
による硬度がＨ以上であることが好ましく、２Ｈ以上であることがより好ましい。
更に、上記低屈折率層は、例えば、＃００００番のスチールウールを用いた摩擦荷重３０
０ｇ／ｃｍ２、１０往復摩擦する耐擦傷試験で傷が生じないことが好ましい。
【００３６】
上記低屈折率層は、上述した中空状シリカ微粒子、バインダー成分のモノマー成分、及び
、有機シリコーン並びに必要に応じて防汚剤等を含有する低屈折率層用組成物を調製し、
該低屈折率層用組成物を用いて形成することができる。
【００３７】
ここで、上記低屈折率層の厚み方向の断面で任意に選択した幅１μｍの領域において、該
低屈折率層の最表面に接している上記中空状シリカ微粒子の個数が２０個以下となるよう
に制御する方法としては、例えば、上記低屈折率層用組成物への上記中空状シリカの添加
量や形成する低屈折率層の膜厚を適宜制御する方法が挙げられる。
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【００３８】
上記低屈折率層用組成物は、更に溶剤を含有していてもよい。
上記溶剤としては特に限定されず、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イ
ソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｓ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ベンジルアルコー
ル、ＰＧＭＥ等のアルコール；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
、シクロヘキサノン、ヘプタノン、ジイソブチルケトン、ジエチルケトン等のケトン；酢
酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロ
ピル、蟻酸ブチル、ＰＧＭＥＡ等のエステル；ヘキサン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化
水素；メチレンクロライド、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素；ベンゼ
ン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトア
ミド、ｎ－メチルピロリドン等のアミド；ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロ
フラン等のエーテル；１－メトキシ－２－プロパノール等のエーテルアルコール等が挙げ
られる。なかでも、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコ
ール（ＩＰＡ）、ｎ－ブタノール、ｓ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ＰＧＭＥ、ＰＧＭ
ＥＡが好ましい。
【００３９】
また、上記低屈折率層用組成物は、必要に応じて、その他の成分を含んでいてもよい。
上記その他の成分としては、例えば、光重合開始剤、レベリング剤、架橋剤、硬化剤、重
合促進剤、粘度調整剤、帯電防止剤、上述した以外の樹脂等が挙げられる。
【００４０】
上記光重合開始剤としては、上記低屈折率層用組成物がラジカル重合性不飽和基を有する
樹脂系を含有する場合、アセトフェノン類（例えば、商品名イルガキュア１８４（ＢＡＳ
Ｆ社製）として市販されている１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン）、
ベンゾフェノン類、チオキサントン類、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル等が挙げ
られ、これらは、単独で用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
また、上記低屈折率層用組成物がカチオン重合性官能基を有する樹脂系を含有する場合、
上記光重合開始剤としては、例えば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳
香族ヨードニウム塩、メタロセン化合物、ベンゾインスルホン酸エステル等が挙げられ、
これらは、単独で用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。具体的には、チバス
ペシャリティーケミカルズ社製のイルガキュア１８４、イルガキュア９０７、イルガキュ
ア３６９、イルガキュア３７９、イルガキュア８１９、イルガキュア１２７、イルガキュ
ア５００、イルガキュア７５４、イルガキュア２５０、イルガキュア１８００、イルガキ
ュア１８７０、イルガキュアＯＸＥ０１、ＤＡＲＯＣＵＲ　ＴＰＯ、ＤＡＲＯＣＵＲ１１
７３；日本シーベルヘグナー社製のＳｐｅｅｄｃｕｒｅＭＢＢ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＰＢ
Ｚ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＩＴＸ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＣＴＸ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＥＤＢ
、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＯＮＥ、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＫＩＰ１５０、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＫＴＯ４
６；日本化薬社製のＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＥＴＸ－Ｓ、ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＣＴＸ、ＫＡ
ＹＡＣＵＲＥ　ＢＭＳ、ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＭＢＩ等が挙げられる。なかでも、イルガ
キュア３６９、イルガキュア１２７、イルガキュア９０７、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＯＮＥ、Ｓ
ｐｅｅｄｃｕｒｅＭＢＢ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＰＢＺ、ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＥＴＸ－Ｓ
が好ましい。
上記光重合開始剤の添加量は、上記バインダー樹脂の固形分１００質量部に対して、０．
１～１０質量部であることが好ましい。
上記レベリング剤、架橋剤、硬化剤、重合促進剤、粘度調整剤、帯電防止剤、その他の樹
脂は、公知のものを使用することができる。
【００４１】
また、上記低屈折率層用組成物の粘度を好ましい塗布性が得られる０．５～５ｃｐｓ（２
５℃）とすることが好ましく、より好ましくは０．７～３ｃｐｓ（２５℃）の範囲である
。可視光線の優れた反射防止膜を実現でき、かつ、均一で塗布ムラのない薄膜を形成する
ことができ、更に、被塗布物に対する密着性に特に優れた低屈折率層を形成することがで
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きる。
【００４２】
上記低屈折率層用組成物の調製方法としては特に限定されず、例えば、上述した中空状シ
リカ微粒子、バインダー成分のモノマー成分、有機シリコーン、及び、必要に応じて添加
される防汚剤、溶剤、光重合開始剤等の成分を混合することにより得ることができる。混
合には、ペイントシェーカー又はビーズミル等の公知の方法を使用することができる。
【００４３】
上記低屈折率層は、後述するハードコート層上に、上記低屈折率層用組成物を塗布し形成
した塗膜を必要に応じて乾燥し、電離放射線の照射及び／又は加熱により塗膜を硬化させ
ることにより形成することができる。
上記低屈折率層用組成物を塗布する方法としては特に限定されず、例えば、スピンコート
法、ディップ法、スプレー法、ダイドコート法、バーコート法、ロールコーター法、メニ
スカスコーター法、フレキソ印刷法、スクリーン印刷法、ピードコーター法等の各種方法
が挙げられる。
【００４４】
本発明の光学積層体は、光透過性基材を有する。
上記光透過性基材は、平滑性、耐熱性を備え、機械的強度に優れたものが好ましい。光透
過性基材を形成する材料の具体例としては、例えば、ポリエステル（ポリエチレンテレフ
タレート、ポリエチレンナフタレート）、セルローストリアセテート、セルロースジアセ
テート、セルロースアセテートブチレート、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテルスル
フォン、ポリスルフォン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリ塩化ビニル、ポリ
ビニルアセタール、ポリエーテルケトン、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート、
又は、ポリウレタン等の熱可塑性樹脂が挙げられる。好ましくは、ポリエステル（ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート）、セルローストリアセテートが挙げ
られる。
【００４５】
上記光透過性基材は、上記熱可塑性樹脂を柔軟性に富んだフィルム状体として使用するこ
とが好ましいが、硬化性が要求される使用態様に応じて、これら熱可塑性樹脂の板を使用
することも可能であり、又は、ガラス板の板状体のものを使用してもよい。
【００４６】
その他、上記光透過性基材としては、脂環構造を有した非晶質オレフィンポリマー（Ｃｙ
ｃｌｏ－Ｏｌｅｆｉｎ－Ｐｏｌｙｍｅｒ：ＣＯＰ）フィルムが挙げられる。これは、ノル
ボルネン系重合体、単環の環状オレフィン系重合体、環状共役ジエン系重合体、ビニル脂
環式炭化水素系重合体等が用いられる基材で、例えば、日本ゼオン社製のゼオネックスや
ゼオノア（ノルボルネン系樹脂）、住友ベークライト社製のスミライトＦＳ－１７００、
ＪＳＲ社製のアートン（変性ノルボルネン系樹脂）、三井化学社製のアペル（環状オレフ
ィン共重合体）、Ｔｉｃｏｎａ社製のＴｏｐａｓ（環状オレフィン共重合体）、日立化成
社製のオプトレッツＯＺ－１０００シリーズ（脂環式アクリル樹脂）等が挙げられる。
また、トリアセチルセルロースの代替基材として旭化成ケミカルズ社製のＦＶシリーズ（
低複屈折率、低光弾性率フィルム）も好ましい。
【００４７】
上記光透過性基材の厚さはとしては、５～３００μｍであることが好ましく、より好まし
くは下限が２０μｍであり、上限が２００μｍである。光透過性基材が板状体の場合には
、これらの厚さを超える厚さであってもよい。上記光透過性基材は、その上に後述するハ
ードコート層等を形成するのに際して、接着性向上のために、コロナ放電処理、大気圧プ
ラズマ処理、酸化処理等の物理的な処理のほか、アンカー剤又はプライマーと呼ばれる塗
料の塗布が予め行われていてもよい。トリアセチルセルロースの場合には、アルカリ処理
（ケン化処理）等の化学処理が予め行われていてもよい。
【００４８】
本発明の光学積層体は、上記光透過性基材と低屈折率層との間にハードコート層を有する
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。
本明細書において、上記「ハードコート層」とは、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９
９）で規定される鉛筆硬度試験で２Ｈ以上の硬度を示すものをいう。硬度は、３Ｈ以上で
あることがより好ましい。また、上記ハードコート層の膜厚（硬化時）としては０．１～
１００μｍ、好ましくは０．８～２０μｍである。
【００４９】
上記ハードコート層としては特に限定されず、例えば、樹脂と任意成分とを含有するハー
ドコート層用組成物により形成されてなるものが挙げられる。
上記樹脂としては、透明性のものが好適に用いられ、具体的には、紫外線若しくは電子線
により硬化する樹脂である電離放射線硬化型樹脂、電離放射線硬化型樹脂と溶剤乾燥型樹
脂（塗工時に固形分を調整するために添加した溶剤を乾燥させるだけで、被膜となるよう
な樹脂）との混合物、又は、熱硬化型樹脂等が挙げられ、好ましくは電離放射線硬化型樹
脂が挙げられる。
【００５０】
上記電離放射線硬化型樹脂の具体例としては、アクリレート系の官能基を有するもの、例
えば、比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ
樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリブタジェン樹脂、ポ
リチオールポリエン樹脂、多価アルコール等の多官能化合物の（メタ）アルリレート等の
オリゴマー又はプレポリマー、反応性希釈剤等が挙げられる。
【００５１】
上記電離放射線硬化型樹脂を紫外線硬化型樹脂として使用する場合には、光重合開始剤を
用いることが好ましい。
上記光重合開始剤としては、例えば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラーベ
ンゾイルベンゾエート、α－アミロキシムエステル、テトラメチルチュウラムモノサルフ
ァイド、チオキサントン類等が挙げられる。
また、光増感剤を混合して用いることが好ましく、その具体例としては、例えば、ｎ－ブ
チルアミン、トリエチルアミン、ポリ－ｎ－ブチルホソフィン等が挙げられる。
【００５２】
上記電離放射線硬化型樹脂に混合して使用される溶剤乾燥型樹脂としては、主として熱可
塑性樹脂が挙げられ、該熱可塑性樹脂としては特に限定されず、従来公知のものを用いる
ことができる。
上記溶剤乾燥型樹脂の添加により、塗布面の塗膜欠陥を有効に防止することができる。本
発明の好ましい態様によれば、光透過性基材の材料がセルローストリアセテート等のセル
ロース系樹脂の場合、熱可塑性樹脂の好ましい具体例としては、セルロース系樹脂、例え
ば、ニトロセルロース、アセチルセルロース、セルロースアセテートプロピオネート、エ
チルヒドロキシエチルセルロース等が挙げられる。
【００５３】
上記熱硬化型樹脂としては、例えば、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリルフタレート樹
脂、メラニン樹脂、グアナミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポ
キシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、メラミン－尿素共縮合樹脂、ケイ素樹脂、ポリシロキ
サン樹脂等が挙げられる。
上記熱硬化型樹脂を用いる場合、必要に応じて、架橋剤、重合開始剤等の硬化剤、重合促
進剤、溶剤、粘度調整剤等を更に添加して使用することができる。
【００５４】
上記ハードコート層は、上述した各材料を用いて調製したハードコート層用組成物を、上
記光透過性基材上に塗布して形成した塗膜を、必要に応じて乾燥し、電離放射線照射又は
加熱等により硬化させることで形成することができる。なお、上記ハードコート層用組成
物の調製方法及び塗膜の形成方法等は、上述した低屈折率層と同様の方法が挙げられる。
【００５５】
本発明の光学積層体において、上記ハードコート層は、光透過性基材側に設けられた第一
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のハードコート層と、低屈折率層側に設けられた第二のハードコート層とを有し、上記第
一のハードコート層は、該第一のハードコート層を構成する樹脂成分が上記光透過性基材
中に浸透することで形成された浸透層と、上記樹脂成分を主成分とする非浸透層とを有す
ることが好ましい。このようにハードコート層が所定の二層構成であることで、本発明の
光学積層体のカールの発生を好適に防止することができる。
また、光透過性基材と第一のハードコート層との界面で浸透層が形成されることで、該界
面での干渉縞の発生を好適に防止することができ、また、上記光透過性基材と第一のハー
ドコート層との密着性も極めて優れたものとなる。
【００５６】
上記ハードコート層が上記第一のハードコート層及び第二のハードコート層を有し、上記
第一のハードコート層が浸透層と非浸透層とを有する構成である場合、上記浸透層の膜厚
をＨ１とし、上記非浸透層の膜厚をＨ２とし、上記第二のハードコート層の膜厚をＨ３と
したとき、上記非浸透層の膜厚と上記第二のハードコート層の膜厚との和（Ｈ２＋Ｈ３）
が４～１２μｍであり、上記浸透層の膜厚と、上記非浸透層の膜厚及び上記第二のハード
コート層の膜厚の和との比（Ｈ１：Ｈ２＋Ｈ３）が５：９５～４５：５５であることが好
ましい。
上記非浸透層の膜厚と上記第二のハードコート層の膜厚との和（Ｈ２＋Ｈ３）が４～１２
μｍであることで、本発明の光学積層体の硬度（鉛筆硬度）を優れたものとすることがで
きる。
また、上記浸透層の膜厚と、上記非浸透層の膜厚及び上記第二のハードコート層の膜厚の
和との比（Ｈ１：Ｈ２＋Ｈ３）が５：９５～４５：５５であることで、干渉縞の抑制とカ
ールの抑制とを好適に図ることができる。
【００５７】
また、上記浸透層における不飽和二重結合量をＵ１とし、非浸透層における不飽和二重結
合量をＵ２とし、第二のハードコート層における不飽和二重結合量をＵ３としたとき、上
記Ｕ１、Ｕ２及びＵ３が、Ｕ１＞Ｕ２＞Ｕ３の関係を満たすことが好ましい。このような
関係を満たすことで、本発明の光学積層体による硬度（鉛筆硬度）とカールの抑制との両
立を好適に図ることができる。
なお、上記不飽和二重結合量は、例えば、本発明の光学積層体に対して、オスミウム染色
処理（不飽和結合部が染色）を実施後、ＳＴＥＭにて観察することにより測定することが
できる。
【００５８】
上述した第一のハードコート層（浸透層及び非浸透層）と第二のハードコート層とを有す
る場合、上記光透過性基材の材料は、トリアセチルセルロースであることが好ましい。上
記トリアセチルセルロースを材料として形成される光透過性基材は、透明性、平滑性、耐
熱性を備え、更に機械的強度に優れる。
また、上記光透過性基材は、その上に第一のハードコート層を形成するに際して、接着性
向上のために、コロナ放電処理、プラズマ放電処理、酸化処理等の物理的な処理のほか、
ケン化処理、溶剤処理等の化学的な処理、アンカー剤又はプライマーと呼ばれる塗料の塗
布（厚みは１μｍ程度）を予め行ってもよい。
【００５９】
本発明の光学積層体において、上記第一のハードコート層は、後述する第二のハードコー
ト層よりも硬度の低い層であることが好ましい。このような低硬度の第一のハードコート
層を有することで、本発明の光学積層体は、内部応力を緩和することができ、その結果、
カールの発生を好適に防止することができる。
【００６０】
上記第一のハードコート層は、第一のシリカ微粒子と第一の樹脂成分とを含む第一のハー
ドコート層用組成物を用いて形成することができる。
上記第一のシリカ微粒子としては特に限定されないが、例えば、コロイダルシリカが挙げ
られる。
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上記コロイダルシリカは、表面処理コロイダルシリカであることが好ましい。上記表面処
理コロイダルシリカとしては、表面に紫外線反応性官能基を有するコロイダルシリカが挙
げられる。上記紫外線反応性官能基としては特に限定されず、例えば、アクリレート基、
メタクリレート基、エポキシ基、ビニル基等が挙げられる。
このような紫外線反応性官能基を表面に有するコロイダルシリカとしては、例えば、第一
のシリカ微粒子の表面に上記紫外線反応性官能基を有するシランカップリング剤を反応さ
せる方法等により得ることができる。
上記シランカップリング剤としては特に限定されず、公知のものを挙げることができ、例
えば、ＫＢＭ－５０２、ＫＢＭ－５０３、ＫＢＥ－５０２、ＫＢＥ－５０３、ＫＢＭ－５
８０３、ＫＢＭ－４８０３、ＫＢＭ－１０８３（商品名、いずれも、信越化学工業社製）
等が挙げられる。
【００６１】
上記コロイダルシリカの平均粒子径は、５～１００ｎｍであることが好ましい。５ｎｍ未
満であると、均一な粒子径のコロイダルシリカの製造が困難となる。また粒子同士の凝集
が大きくなるおそれもある。また、塗工液の粘度が高くなり塗工性が悪化するおそれがあ
る。１００ｎｍを超えると、ヘイズが向上し光透過率も低下するため好ましくない。上記
コロイダルシリカの平均粒子径のより好ましい下限は１０ｎｍ、より好ましい上限は６０
ｎｍである。
上記平均粒子径は、本発明の光学積層体の断面を電子顕微鏡（ＳＥＭ、ＴＥＭ、ＳＴＥＭ
）で観察し、測定して得られる値である。上記コロイダルシリカの平均粒子径は、インク
中で分散した状態であっても、形成後の第一のハードコート層内においても、同じ数値を
示すのである。
なお、本発明の光学積層体において、上記コロイダルシリカは、１種類で用いてもよいし
、平均粒子径が異なる２種類以上を混合して用いてもよい。
【００６２】
また、上記コロイダルシリカは、上記第一のハードコート層用組成物中で、単粒子状及び
／又は異形粒子状であることが好ましい。
本発明の光学積層体では、上記第一のハードコート層形成用組成物におけるコロイダルシ
リカの形態は、単粒子状、又は、異形粒子状のいずれかであってもよいが、形成する第一
のハードコート層のケン化耐性及び鉛筆硬度が良好になることから、より好ましくは異形
粒子状である。
ここで、「異形粒子状」とは、３～２０個の球状のコロイダルシリカが無機の化学結合に
より結合した状態を意味する。このような異形粒子状のコロイダルシリカは、上述した表
面処理コロイダルシリカであることで容易に形成することができる。
上記異形粒子状のコロイダルシリカは、球状のコロイダルシリカが無機の化学結合により
結合した状態なため、鉛筆硬度試験等のような外部からの押込力がかかった際、つぶれに
くい頑丈な性質を持っている。また、異形粒子状のコロイダルシリカは、表面面積が広く
、またその形状から、上記ペンタエリスルトールトリ（メタ）アクリレート等との接着力
が強くなる利点がある。そのため、異型粒子状のコロイダルシリカは、剥がれにくくケン
化耐性等が向上する。更に、異形粒子状のコロイダルシリカは、該異形粒子状のコロイダ
ルシリカ同士がランダムに絡み合うために、物理的にも頑丈になる。
また、単粒子状シリカでも、粒子径が大きくなると（例えば、平均粒径が３０ｎｍ以上）
、鉛筆硬度試験等のような外部からの大きな押込力がかかった際、つぶれにくく頑丈とな
り、また、剥がれにくくなり、ケン化耐性も良好となる。
更に、単粒子状シリカの粒子径が小さくなった場合であっても（例えば、平均粒径が３０
ｎｍ未満）、第一のハードコート層表面付近の硬度が増すため、耐ＳＷ性が良化する結果
も得られる。
【００６３】
上記コロイダルシリカの市販品としては、例えば、ＩＰＡＳＴ、ＩＰＡＳＴＳ、ＩＰＡＳ
ＴＭＳ、ＩＰＡＳＴＬ、ＩＰＡＳＴＺＬ、ＩＰＡＳＴＵＰ、ＭＩＢＫＳＤ、ＭＩＢＫＳＤ
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Ｌ、ＭＩＢＫＳＤＭＬ、ＭＩＢＫＳＤＺＬ、ＭＩＢＫＳＤＵＰ（いずれも、商品名、日産
化学社製）、ＥＬＣＯＭ　ＤＰ１１１６ＳＩＶ、ＤＰ１１２９ＳＩＶ、ＤＰ１０６１ＳＩ
Ｖ、ＤＰ１０５０ＳＩＶ、ＤＰ１０３７ＳＩＶ、ＤＰ１０２６ＳＩＶ、Ｖ８８０３、ＤＰ
１０２１、ＤＰ１０２２、ＤＰ１０３２、ＤＰ１０３７、ＤＰ１０４１、ＤＰ１０４２、
ＤＰ１０４４（日揮触媒化成社製）、ＦＣＮＳ（ＤＮＰファインケミカル社製）等が挙げ
られる。
【００６４】
上記コロイダルシリカの配合量は、第一のハードコート層用組成物の第一の樹脂成分の固
形分との合計１００質量％に対して、５～４０質量％であることが好ましい。５質量％未
満であると、第一のハードコート層の硬度が不充分となることがあり、４０質量％を超え
ると、第二のハードコート層との密着性が悪くなったり、ヘイズが悪化したりすることが
ある。上記コロイダルシリカの配合量のより好ましい下限は１０質量％であり、より好ま
しい上限は３０質量％である。
【００６５】
上記第一の樹脂成分としては特に限定されないが、例えば、熱可塑性樹脂であることが好
ましい。
上記熱可塑性樹脂としては特に限定されず、例えば、スチレン系樹脂、（メタ）アクリル
系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ビニルエーテル系樹脂、ハロゲン含有樹脂、脂環式オレフィ
ン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、セルロー
ス誘導体、シリコーン系樹脂及びゴム又はエラストマー等が挙げられる。
上記熱可塑性樹脂は、非結晶性で、かつ有機溶媒（特に複数のポリマーや硬化性化合物を
溶解可能な共通溶媒）に可溶であることが好ましい。特に、製膜性、透明性や耐候性の観
点から、スチレン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、脂環式オレフィン系樹脂、ポリエス
テル系樹脂、セルロース誘導体（セルロースエステル類等）等が好ましい。
なお、本明細書において、（メタ）アクリルとは、アクリル及びメタクリルを意味する。
上記熱可塑性樹脂としては、ガラス転移温度が９０℃以上であることが好ましい。
また、上記熱可塑性樹脂は、分子内に紫外線又は電子線により硬化する官能基を有してい
てもよい。上記熱可塑性樹脂のガラス転移温度は、分子内への紫外線又は電子線により硬
化する官能基の導入により低下する傾向にあるため、硬化前の状態でガラス転移温度が９
０℃以上となる範囲で、上記分子内に紫外線又は電子線により硬化する官能基が導入され
ることが好ましい。
【００６６】
上記第一の樹脂成分は、例えば、紫外線又は電子線により硬化する樹脂である電離放射線
硬化型樹脂を含有していてもよい。
上記電離放射線硬化型樹脂としては、例えば、アクリレート系の官能基を有する化合物等
の１又は２以上の不飽和結合を有する化合物を挙げることができる。１の不飽和結合を有
する化合物としては、例えば、エチル（メタ）アクリレート、エチルヘキシル（メタ）ア
クリレート、スチレン、メチルスチレン、Ｎ－ビニルピロリドン等を挙げることができる
。２以上の不飽和結合を有する化合物としては、例えば、ポリメチロールプロパントリ（
メタ）アクリレート、ヘキサンジオール（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリ
スリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレー
ト、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ
（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、多官能のウレ
タン（メタ）アクリレート、多官能のエポキシ（メタ）アクリレート等の多官能化合物、
又は、上記多官能化合物と（メタ）アクリレート等との反応生成物（例えば、多価アルコ
ールのポリ（メタ）アクリレートエステル）等が挙げられる。更に、上述した化合物のエ
チレンオキサイド、プロピレンオキサイド、カプロラクトン又はイソシアヌル酸等の変性
を施した化合物であってもよい。
【００６７】
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上記化合物のほかに、不飽和二重結合を有する比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポリ
エーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、スピロア
セタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂等も上記電離放射線硬化
型樹脂として使用することができる。
【００６８】
また、上記第一の樹脂成分は、熱硬化性樹脂を含有していてもよい。
上記熱硬化性樹脂としては特に限定されず、例えば、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリ
ルフタレート樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレ
タン樹脂、エポキシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、メラミン－尿素共縮合樹脂、ケイ素樹
脂、ポリシロキサン樹脂等を挙げることができる。
【００６９】
上記第一の樹脂成分が電離放射線硬化型樹脂を含み、該電離放射線硬化型樹脂を紫外線硬
化型樹脂として使用する場合には、光重合開始剤を用いることが好ましい。
上記光重合開始剤としては、例えば、アセトフェノン類（例えば、商品名イルガキュア１
８４、ＢＡＳＦ社製の１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン、商品名イル
ガキュア９０７、ＢＡＳＦの２－メチル－１〔４－（メチルチオ）フェニル〕－２－モリ
フォリノプロパン－１－オン）、ベンゾフェノン類、チオキサントン類、ベンゾイン、ベ
ンゾインメチルエーテル、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨード
ニウム塩、メタロセン化合物、ベンゾインスルホン酸エステル等を挙げることができる。
これらは、単独で使用してもよいし又は２種以上を併用してもよい。
また、商品名イルガキュア１２７（ＢＡＳＦ社製の２－ヒドロキシ－１－｛４－〔４－（
２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）ベンジル〕－フェニル｝－２－メチル－プ
ロパン－１－オン）や、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフ
ェニル）－ブタノン－１や２－ジメチルアミノ－２－（４メチル－ベンジル）－１－（４
－モリフォリン－４－イル－フェニル）－ブタン－１－オンも併用可能である。
更に、上記以外の市販品も使用でき、具体的には、ＢＡＳＦ社製のイルガキュア３６９、
イルガキュア３７９、イルガキュア８１９、イルガキュア５００、イルガキュア７５４、
イルガキュア２５０、イルガキュア１８００、イルガキュア１８７０、イルガキュア２９
５９、イルガキュアＯＸＥ０１、ＤＡＲＯＣＵＲ　ＴＰＯ、ＤＡＲＯＣＵＲ１１７３、日
本シイベルヘグナー社製のＳｐｅｅｄｃｕｒｅＭＢＢ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＰＢＺ、Ｓｐ
ｅｅｄｃｕｒｅＩＴＸ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＣＴＸ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＥＤＢ、Ｅｓａ
ｃｕｒｅ　ＯＮＥ、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＫＩＰ１５０、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＫＴＯ４６、日本
化薬社製のＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＥＴＸ－Ｓ、ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＣＴＸ、ＫＡＹＡＣＵ
ＲＥ　ＢＭＳ、ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＭＢＩ等が挙げられる。
【００７０】
上記第一のハードコート層用組成物は、上述した成分の他に、必要に応じて、その他の成
分を含んでいてもよい。上記その他の成分としては、上記樹脂成分以外の樹脂、熱重合開
始剤、光酸発生剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、レベリング剤、防汚剤、架橋剤、硬化剤
、重合促進剤、粘度調整剤、帯電防止剤、酸化防止剤、抗菌剤、スリップ剤、屈折率調整
剤、分散剤、ブロッキング防止剤、着色剤等が挙げられる。これらは公知のものを使用す
ることができる。
【００７１】
上記第一のハードコート層用組成物は、上述した第一のシリカ微粒子、樹脂成分及び必要
に応じて他の成分を溶剤中に分散させることで調製することができる。上記第一のハード
コート層用組成物の調製方法としては各成分を均一に混合できれば特に限定されず、例え
ば、ペイントシェーカー、ビーズミル、ニーダー、ミキサー等の公知の装置を使用して行
うことができる。
【００７２】
上記第一のハードコート層は、例えば、上記第一のハードコート層用組成物を、上記光透
過性基材上に塗布し形成した塗膜を乾燥し、電離放射線照射又は加熱等により硬化させる
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ことで形成することができる。
【００７３】
上記第一のハードコート層用組成物を光透過性基材上に塗布する方法としては特に限定さ
れず、例えば、スピンコート法、ディップ法、スプレー法、ダイコート法、バーコート法
、ロールコーター法、メニスカスコーター法、フレキソ印刷法、スクリーン印刷法、ピー
ドコーター法等の公知の方法を挙げることができる。
【００７４】
また、上記乾燥後の塗膜を硬化させる際の電離放射線の照射方法としては、例えば、超高
圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク灯、ブラックライト蛍光灯、メタル
ハライドランプ灯等の光源を用いる方法が挙げられる。
また、紫外線の波長としては、１９０～３８０ｎｍの波長域を使用することができる。電
子線源の具体例としては、コッククロフトワルト型、バンデグラフト型、共振変圧器型、
絶縁コア変圧器型、又は直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器が挙
げられる。
【００７５】
また、上記溶剤としては、使用する樹脂成分の種類及び溶解性に応じて選択して使用する
ことができ、例えば、ケトン類（アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケト
ン、シクロヘキサノン等）、エーテル類（ジオキサン、テトラヒドロフラン等）、脂肪族
炭化水素類（ヘキサン等）、脂環式炭化水素類（シクロヘキサン等）、芳香族炭化水素類
（トルエン、キシレン等）、カーボネート類（ジメチルカーボネート、エチルメチルカー
ボネート）、ハロゲン化炭素類（ジクロロメタン、ジクロロエタン等）、エステル類（酢
酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソプロピル、ＰＧＭＥＡ等）、アルコール類
（エタノール、イソプロパノール、ブタノール、シクロヘキサノール等）、グリコール類
；メチルグリコール、メチルグリコールアセテート、ＰＧＭＥ、セロソルブ類（メチルセ
ロソルブ、エチルセロソルブ等）、セロソルブアセテート類、スルホキシド類（ジメチル
スルホキシド等）、アミド類（ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等）等が例
示でき、これらの混合溶媒であってもよい。
【００７６】
上記溶剤は、なかでも、トリアセチルセルロースからなる光透過性基材（以下、ＴＡＣ基
材ともいう）に対して浸透性のある浸透性溶剤を含有することが好ましい。本発明におい
て、浸透性溶剤の「浸透性」とは、ＴＡＣ基材に対する浸透性、膨潤性、湿潤性等のすべ
ての概念を包含する意である。
上記光透過性基材がＴＡＣ基材であると、このような浸透性溶剤がＴＡＣ基材を膨潤、湿
潤することによって、第一のハードコート層用組成物の一部がＴＡＣ基材に浸透する挙動
をとり、ＴＡＣ基材の界面近傍に第一のハードコート層の樹脂成分が浸透した浸透層が形
成され、これらの界面を実質的に無くすことができ、干渉縞の発生の防止、及び、ＴＡＣ
基材と第一のハードコート層との密着性の向上を図ることができる。
【００７７】
上記浸透性溶剤の具体例としては、ケトン類；アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘ
キサノン、メチルイソブチルケトン、ジアセトンアルコール、エステル類；蟻酸メチル、
酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソプロピル、乳酸エチル、含窒素化合物；
ニトロメタン、アセトニトリル、Ｎ－メチルピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
、グリコール類；メチルグリコール、メチルグリコールアセテート、エーテル類；テトラ
ヒドロフラン、１，４－ジオキサン、ジオキソラン、ジイソプロピルエーテル、ハロゲン
化炭化水素；塩化メチレン、クロロホルム、テトラクロルエタン、グリコールエーテル類
；メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、セロソルブアセテート、そ
の他、ジメチルスルホキシド、炭酸プロピレン、ジメチルカーボネート、エチルメチルカ
ーボネート、又は、これらの混合物が挙げられる。
好ましくは、酢酸メチル、酢酸エチル、メチルエチルケトン、ジメチルカーボネート、エ
チルメチルカーボネート等が用いられる。
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その他溶剤も、上記浸透性溶剤と混合して用いることができる。
【００７８】
このような第一のハードコート層は、膜厚（上述した浸透層の膜厚Ｈ１と非浸透層の膜厚
Ｈ２との合計膜厚）が、２～７μｍでることが好ましい。２μｍ未満であると、浸透部分
と非浸透部分の両方を発現させるために、生産マージンが非常に狭く製造が困難になり、
光学積層体の光学特性や機械特性が不安定となり、本発明の光学積層体の硬度が不充分と
なったり、光透過性基材との密着性が悪化したり、干渉縞が発生し易くなることがあり、
７μｍを超えると、本発明の光学積層体にカールが発生したり、薄膜化の要請に充分に応
えることができなかったりするだけでなく、第二のハードコート層との密着性も悪化した
り、第二のハードコート層と第一のハードコート層の間での干渉縞が発生することもある
。
【００７９】
また、上記第一のハードコート層における浸透層の膜厚Ｈ１は特に限定されないが、該浸
透層の膜厚Ｈ１が第一のハードコート層の厚み（上述した浸透層の膜厚Ｈ１と非浸透層の
膜厚Ｈ２との合計膜厚）の１５～８５％であることが好ましい。１５％未満であると、干
渉縞が発生し易くなることがあり、８５％を超えると、本発明の光学積層体の光学特性や
機械特性が不安定となったり、また、硬度が不充分となったりすることがある。
なお、本明細書において、上記第一のハードコート層の厚み、上記浸透層の膜厚Ｈ１及び
非浸透層の膜厚Ｈ２は、本発明の光学積層体の断面顕微鏡観察により測定した任意の２０
カ所の厚みの平均値である。
【００８０】
本発明の光学積層体において、上記第二のハードコート層は、第二のシリカ微粒子と第二
の樹脂成分とを含む第二のハードコート層用組成物を用いて形成することができる。
上記第二のシリカ微粒子及び第二の樹脂成分としては、上述した第一のハードコート層に
おける第一のシリカ微粒子及び第一の樹脂成分と同様のものが挙げられ、また、上記第二
のハードコート層用組成物の調製方法も上記第一のハードコート層用組成物と同様の方法
が挙げられる。
上記第二のシリカ微粒子の平均粒子径は、上記第一のシリカ微粒子の平均粒子径と同じで
あっても、異なっていてもよい。
本発明の光学積層体において、上記第二のハードコート層は、上述した第一のハードコー
ト層よりも硬度の高い層である。このような高硬度の第二のハードコート層を有すること
で、本発明の光学積層体は、耐擦傷性に優れたものとなる。
【００８１】
上記第二のハードコート層において、上記第二のシリカ微粒子の配合量は、第二のハード
コート層用組成物の第二の樹脂成分の固形分との合計１００質量％に対して、２５～６０
質量％であることが好ましい。２５質量％未満であると、第二のハードコート層の硬度が
不充分となることがあり、６０質量％を超えると、第一のハードコート層との密着性が悪
化したり、光学積層体のヘイズが悪化したり、耐擦傷性が悪化したりすることがある。
第二のシリカ微粒子の配合量のより好ましい下限は３０質量％であり、より好ましい上限
は５０質量％である。
【００８２】
上記第二のハードコート層は、上述した第一の樹脂成分が海島状に分散された分散物を含
有する。このような分散物を含有することで、上記第一のハードコート層との密着性が良
化するばかりでなく、干渉縞を好適に防止することもできる。
ここで、上記「第一の樹脂成分が海島状に分散された分散物を含有する」という状態は、
上記第二のハードコート層の断面顕微鏡観察により確認することができ、具体的には、第
二のハードコート層の断面において、均一に分散された状態の第二のシリカ微粒子中に、
上記第一の樹脂成分が第二のシリカ微粒子が殆ど存在しない塊状で観察される。
【００８３】
上記第二のハードコート層は、厚さ方向の断面における上記第一の樹脂成分の面積率が５
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～１５％であることが好ましい。５％未満であると、上記第一のハードコート層との密着
性の向上が図れず、また、干渉縞を充分に防止できないことがある。一方、１５％を超え
ると、第二のハードコート層の屈折率が上昇して干渉縞が防止できなかったり、（内部）
ヘイズが発生して白くなってしまったりすることがあり、また、硬度も不充分となること
がある。上記厚さ方向の断面における上記第一の樹脂成分の面積率は１０％以下であるこ
とがより好ましい。
なお、上記面積率は、ＴＥＭによる上記第二のハードコート層の断面写真から、画像解析
ソフトＷｉｎ　Ｒｏｏｆ（三谷商事社ビジュアルシステム部）によって画像の２値化（第
一の樹脂成分の存在量を面積化する）を行い、０．０１μｍ２以上となる領域の面積を測
定して得ることができる。
【００８４】
上記第二のハードコート層において、海島状に分散された上記第一の樹脂成分は、上記第
二のハードコート層の第一のハードコート層側に偏在して含有されていることが好ましい
。このような状態で上記第一の樹脂成分が第二のハードコート層に含まれることで、密着
性が良化し、干渉縞を好適に防止することができる。
一方、第一の樹脂成分が、第二のハードコート層の第一のハードコート層側と反対側表面
に多く存在すると、耐擦傷性が悪化することがある。
ここで、上記「第二のハードコート層の第一のハードコート層側に偏在して含有されてい
る」とは、上記第二のハードコート層の断面顕微鏡観察により確認することができ、該第
二のハードコート層の断面の厚み方向の中点を結ぶ線の第一のハードコート層と反対側（
以下、上側領域ともいう）よりも第一のハードコート層側（以下、下側領域ともいう）に
上記第一の樹脂成分が多く分散されていることを意味する。
より具体的には、上述した面積率を測定したときに、上記下側領域における第一の樹脂成
分の面積率が、上記上側領域における第一の樹脂成分の面積率の１．５～２．３倍である
ことが好ましい。
【００８５】
このような第二のハードコート層の膜厚Ｈ３は、２～７μｍでることが好ましい。２μｍ
未満であると、本発明の光学積層体の硬度が不充分となることがあり、７μｍを超えると
、本発明の光学積層体にカールが発生したり、薄膜化の要請に充分に応えることができな
かったりすることがある。上記第二のハードコート層の膜厚Ｈ３のより好ましい下限は３
μｍ、より好ましい上限は６μｍである。
【００８６】
また、本発明の光学積層体において、上記第二のハードコート層は、表面の鉛筆硬度試験
（４．９Ｎ荷重）の硬度が、３Ｈ以上であることが好ましい。３Ｈ未満であると、本発明
の光学積層体のハードコート性が不充分となることがある。なお、上記鉛筆硬度試験は、
ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９９）に規定する鉛筆硬度試験に準ずる試験である。
本明細書において、上記第二のハードコート層の鉛筆硬度試験による硬度は、５回ひっか
き試験を行ったうち、１回の引いた長さの３分の１以上の長さに傷が発生した回をＮＧと
し、ＮＧが１回以下であれば合格という基準に基づいて評価した結果を意味する。つまり
、５回ひっかき試験を行い、１回傷が発生した場合は「４／５」という記述になり合格と
なり、また、５回ひっかき試験を行い、４回傷が発生した場合は「１／５」という記述に
なり不合格となる。
【００８７】
本発明の光学積層体は、１００ｍｍ×１００ｍｍ四方の大きさにカットしたサンプルを作
製し、該サンプルを静置して筒状となるようにカールさせて筒状体としたとき、上記筒状
体の直径が２５ｍｍ以上であることが好ましい。２５ｍｍ未満であると、本発明の光学積
層体のカールの発生が充分に抑制されていないこととなる。
なお、上記筒状体の直径とは、該筒状体の断面形状が円である場合、該断面形状（円）の
直径を意味し、上記筒状体の断面形状が非円形である場合、該断面形状の２点間距離の最
大値を意味する。
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本発明の光学積層体は、上記条件で作製したサンプルが静置させた後に筒状体とならない
ことが好ましい。すなわち、本発明の光学積層体を用いてなる上記サンプルは、カールす
ることで互いに近づく対向した２辺の最短距離が０ｍｍを超えることが好ましい。これは
、上記筒状体は、上記サンプルの対向する２辺がカールして重なりあうことで形成される
こととなるため、該対向する２辺の最短距離が０ｍｍとなることで上記筒状体が形成され
始める。このため、上記サンプルの対向する２辺の最短距離が０ｍｍよりも大きいことで
、上記サンプルは筒状体とならないこととなる。
本発明の光学積層体では、上記サンプルがカールを生じていないことがより好ましく、こ
のとき、上記サンプルの２辺は１００ｍｍとなる。
【００８８】
本発明の光学積層体は、上記光透過性基材上に、所定のハードコート層と低屈折率層とが
形成されたものであるが、必要に応じて任意の層として、上述したハードコート層の他に
、他のハードコート層、防汚染層、高屈折率層、中屈折率層等を備えてなるものであって
よい。上記防汚染層、高屈折率層、中屈折率層は、一般に使用される防汚染剤、高屈折率
剤、中屈折率剤や樹脂等を添加した組成物を調製し、それぞれの層を公知の方法により形
成するとよい。
【００８９】
本発明の光学積層体の全光線透過率は、９０％以上であることが好ましい。９０％未満で
あると、ディスプレイ表面に装着した場合において、色再現性や視認性を損なうおそれが
ある。上記全光線透過率は、９５％以上であることがより好ましく、９６％以上であるこ
とが更に好ましい。
本発明の光学積層体のヘイズは、１％未満であることが好ましく、０．５％未満であるこ
とがより好ましい。
【００９０】
本発明の光学積層体の製造方法は、光透過性基材上に、上述した第一及び第二のハードコ
ート層用組成物を塗布してハードコート層（第一のハードコート層及び第二のハードコー
ト層）を形成する工程、及び、形成したハードコート層上に上述した低屈折率層用組成物
を塗布して低屈折率層を形成する工程を有する方法が挙げられる。
上記ハードコート層及び低屈折率層を形成する方法としては、上述したとおりである。
【００９１】
本発明の光学積層体は、偏光素子の表面に、本発明による光学積層体を該光学積層体にお
ける低屈折率層が存在する側の面と反対側の面に設けることによって、偏光板とすること
ができる。このような偏光板も、本発明の１つである。
【００９２】
上記偏光素子としては特に限定されず、例えば、ヨウ素等により染色し、延伸したポリビ
ニルアルコールフィルム、ポリビニルホルマールフィルム、ポリビニルアセタールフィル
ム、エチレン－酢酸ビニル共重合体系ケン化フィルム等が挙げられる。
上記偏光素子と本発明の光学積層体とのラミネート処理においては、光透過性基材（好ま
しくは、トリアセチルセルロースフィルム）にケン化処理を行うことが好ましい。ケン化
処理によって、接着性が良好になり帯電防止効果も得ることができる。
【００９３】
本発明は、最表面に上記光学積層体又は上記偏光板を備えてなる画像表示装置でもある。
上記画像表示装置は、ＬＣＤ、ＦＥＤ、ＥＬＤ（有機ＥＬ、無機ＥＬ）、タブレットＰＣ
、電子ペーパー等の画像表示装置であってもよい。
【００９４】
上記の代表的な例であるＬＣＤは、透過性表示体と、上記透過性表示体を背面から照射す
る光源装置とを備えてなるものである。本発明の画像表示装置がＬＣＤである場合、この
透過性表示体の表面に、本発明の光学積層体又は本発明の偏光板が形成されてなるもので
ある。
【００９５】
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本発明が上記光学積層体を有する液晶表示装置の場合、光源装置の光源は光学積層体の下
側から照射される。なお、液晶表示素子と偏光板との間に、位相差板が挿入されてよい。
この液晶表示装置の各層間には必要に応じて接着剤層が設けられてよい。
【００９６】
上記画像表示装置は、電圧をかけると発光する硫化亜鉛、ジアミン類物質：発光体をガラ
ス基板に蒸着し、基板にかける電圧を制御して表示を行うＥＬＤ装置などの画像表示装置
であってもよい。この場合、上記のような各表示装置の最表面又はその前面板の表面に上
述した光学積層体を備えるものである。
【００９７】
本発明の画像表示装置は、いずれの場合も、テレビジョン、コンピュータ、電子ペーパー
、タブレットＰＣなどのディスプレイ表示に使用することができる。特に、液晶パネル、
ＥＬＤ、ＦＥＤなどの高精細画像用ディスプレイの表面に好適に使用することができる。
更に、本発明は、最表面に上記光学積層体を備えてなるタッチパネルであってもよい。
上記タッチパネルとしては特に限定されず従来公知の構成からなるものが挙げられる。
【発明の効果】
【００９８】
本発明の光学積層体は、上述した構成であるため、反射防止性能に優れるとともに、耐ブ
ロッキング性及び耐汚染性にも優れた低屈折率層を備えたものとなる。
このため、本発明の光学積層体は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、エレクトロルミネッセ
ンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、電子ペ
ーパー、タッチパネル、タブレットＰＣ等に好適に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の光学積層体を構成する低屈折率層とハードコート層とを模式的に示した
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０１００】
本発明の内容を下記の実施例により説明するが、本発明の内容はこれらの実施態様に限定
して解釈されるものではない。特別に断りの無い限り、「部」及び「％」は質量基準であ
る。
【０１０１】
（ハードコート層用組成物（１））
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０質量部
ウレタンアクリレート（製品名「ＵＶ－１７００Ｂ」、日本合成化学工業社製、１０官能
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０質量部
重合開始剤（イルガキュア１８４、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　　０．４質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０質量部
なお、ハードコート層用組成物（１）中のレベリング剤の固形分質量比は０．１０％であ
った。
【０１０２】
（ハードコート層用組成物（２））
ポリエステルアクリレート（製品名「アロニックスＭ－９０５０」、東亞合成社製、３官
能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０質量部
重合開始剤（イルガキュア１８４、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　　０．４質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０質量部
なお、ハードコート層用組成物（２）中のレベリング剤の固形分質量比は０．１０％であ
った。
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【０１０３】
（ハードコート層用組成物（３））
（第一のハードコート層用組成物）
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０質量部
ウレタンアクリレート（製品名「ＵＶ－７６４０Ｂ」、日本合成化学工業社製、６～７官
能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０質量部
重合開始剤（イルガキュア１８４、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　　０．４質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０質量部
（第二のハードコート層用組成物）
ポリエステルアクリレート（製品名「アロニックスＭ－９０５０」、東亞合成社製、３官
能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０質量部
トリメチロールプロパントリアクリレート（製品名「ライトアクリレートＴＭＰ－Ａ」、
共栄社化学製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０質量部
重合開始剤（イルガキュア１８４、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　　０．４質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０質量部
なお、ハードコート層用組成物（３）は、第一のハードコート層用組成物と第二のハード
コート層用組成物とを同時塗布するための２液構成であり、該ハードコート層用組成物（
３）中のレベリング剤の固形分質量比は０．１０％であった。
【０１０４】
（低屈折率層用組成物（１））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径５５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．２０質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１０５】
（低屈折率層用組成物（２））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１６質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径５５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．１０質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１０６】
（低屈折率層用組成物（３））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１４質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径５５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．４４質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．００質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１０７】
（低屈折率層用組成物（４））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径６５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．２０質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１０８】
（低屈折率層用組成物（５））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径６０ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．２０質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１０９】
（低屈折率層用組成物（６））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３３質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径５５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．６７質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０２質量部
【０１１０】
（低屈折率層用組成物（７））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２７質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径５５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．７５質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．４８質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０２質量部
【０１１１】
（低屈折率層用組成物（８））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０質量部
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中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径４５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．２０質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１１２】
（低屈折率層用組成物（９））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１３質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径５５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．１９質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　０．９７質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１１３】
（低屈折率層用組成物（１０））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１４質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径７０ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．４４質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．００質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１１４】
（低屈折率層用組成物（１１））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４１質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径５５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．９５質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０６質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０３質量部
【０１１５】
（低屈折率層用組成物（１２））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径４０ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．２０質量部
反応性官能基を有する有機シリコーン（Ｘ－２２－１６４Ｅ、信越化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４質量部
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重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１１６】
（低屈折率層用組成物（１３））
ペンタエリスリトールトリアクリレート（製品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＰＥＴ－３０」、日
本化薬社製、３官能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０質量部
中空シリカ微粒子分散液（微粒子、日揮触媒化社製、平均粒径５５ｎｍ、固形分２０質量
％、メチルイソブチルケトン分散）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０質量部
メチルイソブチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．１０質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　　１．２０質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．０１質量部
【０１１７】
（実施例１）
光透過性基材として厚さ６０μｍのトリアセチルセルロース基材（富士フィルム社製、Ｔ
Ｄ６０ＵＬ）を用意し、該光透過性基材上にハードコート層用組成物（１）を塗布し形成
した塗膜を、０．２ｍ／ｓの流速で７０℃の乾燥空気中で１５秒間、更に、１０ｍ／ｓの
流速で７０℃の乾燥空気中で３０秒間乾燥させた後、窒素雰囲気下、３０ｍＪ／ｃｍ２の
条件で紫外線を照射して硬化させ、厚さ４．５μｍの第一のハードコート層を形成した。
次いで、第一のハードコート層上に、ハードコート層用組成物（２）を塗布し形成した塗
膜を、０．２ｍ／ｓの流速で７０℃の乾燥空気中で１５秒間、更に、１０ｍ／ｓの流速で
７０℃の乾燥空気中で３０秒間乾燥させた後、窒素雰囲気下、３０ｍＪ／ｃｍ２の条件で
紫外線を照射して硬化させ、厚さ６．０μｍの第二のハードコート層を形成した。
そして、第二のハードコート層上に、低屈折率層用組成物（１）を塗布し形成した塗膜を
、０．２ｍ／ｓの流速で７０℃の乾燥空気中で１５秒間、更に、１０ｍ／ｓの流速で７０
℃の乾燥空気中で３０秒間乾燥させた後、窒素雰囲気下、１５０ｍＪ／ｃｍ２の条件で紫
外線照射して硬化させ、厚さ１００ｎｍの低屈折率層を形成し、光学積層体を製造した。
【０１１８】
（実施例２～７、参考例１）
低屈折率層用組成物（１）に代えて、低屈折率層用組成物（２）～（８）をそれぞれ用い
た以外は、実施例１と同様にして実施例２～７、参考例１に係る光学積層体を製造した。
【０１１９】
（実施例９）
光透過性基材として厚さ６０μｍのトリアセチルセルロース基材（富士フィルム社製、Ｔ
Ｄ６０ＵＬ）を用意し、該光透過性基材上にハードコート層用組成物（３）の第一のハー
ドコート層用組成物と第二のハードコート層用組成物とを、第一のハードコート層用組成
物が光透過性基材側となるようにして、同時に塗布し形成した塗膜を、０．２ｍ／ｓの流
速で７０℃の乾燥空気中で１５秒間、更に、１０ｍ／ｓの流速で７０℃の乾燥空気中で３
０秒間乾燥させた後、窒素雰囲気下、３０ｍＪ／ｃｍ２の条件で紫外線を照射して硬化さ
せ、厚さ１０．５μｍのハードコート層を形成した。
そして、形成したハードコート層上に、低屈折率層用組成物（１）を塗布し形成した塗膜
を、０．２ｍ／ｓの流速で７０℃の乾燥空気中で１５秒間、更に、１０ｍ／ｓの流速で７
０℃の乾燥空気中で３０秒間乾燥させた後、窒素雰囲気下、１５０ｍＪ／ｃｍ２の条件で
紫外線照射して硬化させ、厚さ１００ｎｍの低屈折率層を形成し、光学積層体を製造した
。
【０１２０】
（比較例１～５）
低屈折率層用組成物（１）に代えて、低屈折率層用組成物（９）～（１３）をそれぞれ用
いた以外は、実施例１と同様にして比較例１～５に係る光学積層体を製造した。
【０１２１】
（比較例６）
低屈折率層の厚さが７０ｎｍとなるようにした以外は、実施例１と同様にして光学積層体
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【０１２２】
（反射率）
実施例、参考例及び比較例で得られた各光学積層体の裏面反射を防止するための黒色テー
プを貼り、低屈折率層の面から、島津製作所製、分光反射率測定器「ＭＰＣ３１００」を
用いて、５°正反射率を３８０～７８０ｎｍまでの波長範囲で測定し、その後、人間が目
で感じる明度として換算するソフト（ＭＰＣ３１００内蔵）で算出される、視感反射率を
示す値を反射Ｙ値として求め、下記の基準にて反射率を評価した。
◎：１．０％未満
○：１．０～１．５％
×：１．５％を超える
【０１２３】
（耐ブロッキング性）
実施例、参考例及び比較例で得られた光学積層体を、クリーンルーム室内（室温２５度、
湿度５０％）の環境内で、３９００ｍ相当分の巻取りを行った。巻取り後、同じくクリー
ンルーム内で、２４時間経過後に、巻返して、貼り付きの状況を評価した。
○：貼り付き発生なし
×：貼り付き発生あり
【０１２４】
（耐汚染性）
実施例、参考例及び比較例で得られた各光学積層体の表面に、指紋を付着させた後、日本
製紙クレシア製キムワイプ（登録商標）を、３０往復させて拭き取り、拭き取り性（指紋
の残り具合）を、目視にて下記の基準にて耐汚染性を評価した。
◎：１０往復以下で完全に拭取れる
○：３０往復以下で完全に拭取れる
×：３０往復以下では拭取れない
【０１２５】
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【表１】

【０１２６】
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表１に示したように、実施例、参考例に係る光学積層体は、いずれも反射防止性能に優れ
るとともに、耐ブロッキング性及び耐汚染性にも優れたものであった。
これに対し、比較例１に係る光学積層体は、低屈折率層の最表面に接している中空状シリ
カ微粒子が多かったため、また、比較例２に係る光学積層体は、低屈折率層の中空シリカ
微粒子の平均粒径が大きかったため、低屈折率層の表面の算術平均粗さ（Ｒａ）が大きく
なって平滑性が劣り、耐汚染性に劣っていた。
また、比較例３に係る光学積層体は、低屈折率層中におけるバインダー樹脂に対する中空
状シリカ微粒子の含有量が少なかったため、また、比較例４に係る光学積層体は、中空状
シリカ微粒子の平均粒径が小さかったため、低屈折率層の表面の算術平均粗さ（Ｒａ）が
小さくなり、反射防止性及び耐ブロッキング性に劣っていた。
また、比較例５に係る光学積層体は、低屈折率層に有機シリコーンを含まなかったため、
耐ブロッキング性及び耐汚染性に劣っていた。
また、比較例６に係る光学積層体は、低屈折率層の厚みが薄く低屈折率層の最表面に接し
ている中空状シリカ微粒子が多くなっていたため、低屈折率層の表面の算術平均粗さ（Ｒ
ａ）が大きくなって平滑性が劣り、耐汚染性に劣っていた。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
本発明の光学積層体は、上述した構成からなるため、反射防止性能に優れるとともに、耐
ブロッキング性及び耐汚染性にも優れた低屈折率層を備えたものとなる。そのため、本発
明の光学積層体は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、エレクトロルミネッセンスディスプレ
イ（ＥＬＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、電子ペーパー、タッチ
パネル、タブレットＰＣ等に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【０１２８】
１０　光学積層体
１１　ハードコート層
１２　低屈折率層
１３　中空状シリカ微粒子
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